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１．概要（Summary） 

近年、ブロックポリマーのミクロ相分離を用いた

DSA(Directed Self Assembly)技術は、10 nm以降の

最先端リソグラフィの方法として、注目されている。堀場エ

ステックは従来から、リビングアニオン重合によるブロック

ポリマーの研究開発を行っている。本研究により、ブロック

ポリマーのリソグラフィ応用への最適化研究を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ICP 質量分析装置 

 超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

ブロックコポリマーを溶かした溶媒を、スピンコータにて

シリコンウェハに塗布し薄膜を作製。塗布後にホットプレ

ートにて加熱する。エッチングをして一方の成分を除去し

サンプルを作製する。作製したサンプルは超高分解能電

界放出形走査電子顕微鏡を用いてミクロ相分離の確認を

行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

上期に引き続き、high-χBCP のミクロ相分離構造を

観察するために評価を行った。上期では high-χ材料の

SEM画像の取得には至っていない(Fig. 1)。 

 今季ではサンプルの作製条件を種々変更することで今

までよりもはっきりとしたミクロ相分離構造の観察に成功し

ている。(Fig. 2)現在は上部からの観察のみを行ってい

るが、DSAのプロセスで使用するためには断面の観察が

必要になる。今後は断面の観察を行っていく。 
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Fig. 1 SEM image of high-χ BCP. 

Fig. 2 Micro phase separation of high-χ. 
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